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Tenke vrstvy — k Cemu jsou dobre?

m ochrana povrchu pred vnéjSimi vlivy
m opticke vlastnosti

m clektricke a magneticke vlastnosti



lonized Jet Depozition (1JD)

m cxistuje mnoho metod pripravy tenkych vrstev
m [JD vyuziva pulzni elektronovy svazek
m pracovni plyn argon, kyslik, dusik

m [JD je flexibilni — umoznuje nanést vrstvu
temer jakehokoliv materialu






Nanaseni tenke vrstvy

m Material vrstvy — Hlinik

m Substrat - Ocel AISI 304

m Pracovni plyn - Argon

m VVzdalenost substrat, terc - 12,5 cm
m Vzdalenost hlava, terc - 4mm

= 1000 milibart = 1 atmosféra



Nanaseni tenke vrstvy

» CiSténi substratu

m Umisténi do IJD

m Uzavreni vakuoveé
komory

m Snizovani tlaku

m V/poustéeni pracovniho
plynu

= Nastaveni parametru

Dvacet minut pockat...
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Vysledky
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Rentgenova difrakce

m paprsky difraktovaneé na elektronech
se skladaji konstruktivhe nebo
destruktivné v zavislosti na uhlu ->
to nam umoznuje zjistit mrizkovy
parametr



Vysledky

m Difraktometr X'Pert

= Tloustka vrstvy - 0,2-1,8 mikrometru
m Krystalicka struktura
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Zaver

V prubé&hu projektu se ndm podafilo
pripravit tenkou vrstvu hliniku a
seznamit se s technologii IIJD i
zaklady difraktometrie
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